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บทน า 
 แนฟทำ (Naphtha) เปน็ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จำกกำรกลั่น
น  ำมันดิบ เปน็น  ำมันส่วนเบำ อยู่ระหว่ำงแก๊สโซลีนและเคโรซีน มี
คุณสมบัติระเหยได้ง่ำย มีสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน C5-C12 ซึ่ง
นิยมใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม และอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์เคมีประเภทต่ำงๆ เชน่ เอทิลนีโพรพิลีน และ
พำรำ-ไซลีน  

กำรตรวจสอบปริมำณโลหะติดตำม (trace element) ในแนฟทำมี
ควำมส ำคัญหลำยประกำร  

• ในกำรผลิตน  ำมันเชื อเพลิง กำรมีโลหะ เช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียม โซเดยีม และโพแทสเซียม สำมำรถก่อตวัเปน็
ครำบแข็ง ท ำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สึกหรอ 

• ตะกั่ว ฟอสฟอรัส นิกเกิล หรือซิลิคอน จะส่งผลกระทบต่อ
ตัวเร่งปฏิกิริยำ ซึ่งโลหะเหล่ำนี จะเข้ำไปควบคุมปฏิกิริยำใน
กระบวนกำรแตกตัวของโมเลกุล ท ำให้ตัวเร่งปฏิกิริยำเกิด
ควำมเสียหำยได้  

• วำเนเดยีม ท ำให้เกิดปัญหำกำรกัดกร่อน 

• ในระหว่ำงกระบวนกำรกลั่น จะต้องมีกำรตรวจสอบอยำ่ง
เข้มงวด เพือ่ลดกำรปลอ่ยโลหะที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท 
และสำรหนู ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

อย่ำงไรก็ตำมเนือ่งจำกแนฟทำ เป็นตวัท ำละลำยอนิทรีย์ที่ระเหย
ได้ ดังนั นในกำรวิเครำะห์จึงตอ้งให้ควำมสนใจเป็นพิเศษทั งในด้ำน
ควำมเสถียรภำพของพลำสมำ กำรลอยตัวของสัญญำณ กำรฟอร์ม
ตัวของ Polyatomic ที่มีตน้กำรเนิดจำกคำร์บอน และกำรอุดตัน 
หรือกำรสะสมของคำร์บอนบน sample cone และ skimmer 
cone  

ICP-MS เปน็เคร่ืองมือวเิครำะห์ธำตุท่ีมีควำมไวในกำรวิเครำะห์
สูง สำมำรถวิเครำะห์ธำตุไดถ้งึขีดจ ำกัดกำรตรวจวัดที่ระดับควำม
เข้มข้นต่ ำ และสำมำรถวิเครำะห์ธำตุได้พร้อมกันหลำยตัวในเวลำ
เดียวกัน ในปัจจุบันเคร่ือง ICP-MS ได้รับกำรออกแบบให้มี
อุปกรณ์ต่ำงๆ เหมำะสมและรองรับกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงประเภท 
Organic based matrix ได้โดยตรง จึงประหยัดเวลำในกำรเตรยีม
และลดโอกำสกำรปนเปื้อนของตัวอย่ำงในขั นตอนกำรเตรียม ธำตุ
คำร์บอนที่เป็นองค์ประกอบหลักในตัวอย่ำง ซึ่งเป็น precursor ใน
กำรเกิด polyatomic interferences ซึ่งเครื่อง ICP-MS รุ่น iCAP 

RQ ผลิตภณัฑ์จำกบริษัท Thermo Fisher Scientific จะใช้เทคนิค 
Collision/Reaction Cell โดยกำรใช้แก๊สฮีเลียม ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน ในกำรก ำจดัตัวรบกวนต่ำงๆ เพื่อปอ้งกันสญัญำณ 
background ที่สูงในกำรวิเครำะห์ และท ำให้ผลกำรวิเครำะห์
ถูกต้องแมน่ย ำมำกขึ น  

   ตารางที่ 1 แสดงการตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่อง ICP-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง
ท่ี 2 แสดง Method Parameter  

 พารามิเตอร์  การต้ังค่า 

 Sample cone  Pt Sample cone  

 Skimmer cone  Pt Skimmer Cone - Insert Version 

 Torch  Quartz torch organics 

 Centre Tube  1.0 mm ID Quartz  

 Nebulizer  Microflows PFA -Nebulizer 

 Spray Chamber  Quartz cyclonic spray chamber 

 Sample tubing 

 Drain tubing  

  Silicon tube - ID 0.508 mm  
(orange/yellow) 

Santoprene™  ID 1.295 mm.  
(gray/gray) 

พารามิเตอร์ การตั้งค่า 

Plasma RF power  1550 w  

Coolant Gas Flow  14 L/min  

Auxiliary Gas Flow  0.8 L/min  

Nebulizer Gas Flow 0.528 L/min 

CCT1 (He) Flow  3.9 ml/min  

CCT2 (H2) Flow  4.2 ml/min  

Addition Gas Flow  25 %  for Xylene 
6  % for Premisolv    

Sample Depth  8 mm  

Spray Chamber Temp.  18 ° c for Xylene 
5 °c for Premisolv  



บริษัท ซำยน์ สเปค จ ำกดั 
10 กำญจนำภิเษก ซอย 0010 แยกสอง 
เขตบำงแค กทม. 10160 
โทร 02-454-8533  

ติดตำมแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ที่ https://www.scispec.co.th 

/scispec 

@scispec 

การเตรียมตัวอย่าง 
เจือจำงตวัอย่ำง 5 เท่ำ, 10 เท่ำ หรือ 20 เท่ำ (ขึ นอยู่กับธำต ุ
ที่ต้องกำรวิเครำะห์ ) ดว้ย Premisolv หรือ p-Xylene 

รูปที่ 1 แสดงการค านวณ Analytical Spike Recovery                                                

ผลการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดง % Recovery ของ Light Naphtha 

สรุปผลการทดสอบ   

 กำรตรวจสอบปริมำณโลหะติดตำม เช่น As, Ca,Cu, Fe, 
Na, Ni, Pb, Si, and V ในตัวอย่ำงแนฟทำจำกกำรท ำ QC spike 
เพื่อหำ % Recovery ซึ่งค่ำที่ได้อยู่ในเกณฑ ์80 - 120 % และ 
จำกกำรเตรียมตัวอย่ำงแบบ triplicate เพื่อตรวจเช็คค่ำที่วัดไดซ้  ำๆ
กัน ปรำกฏว่ำ ค่ำที่ได้มีควำมใกล้เคียงกันโดยอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ นอกจำกนี ค่ำ Method Detection Limits  (MDL) ท่ี
ได้อยู่ในระดับ ppb ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธภิำพ ของเคร่ือง 
iCAP RQ ICP-MS และวิธีกำรเตรียมตัวอย่ำงทีเ่หมำะสม 
นอกจำกนี วิธีดังกล่ำวยังสำมำรถพัฒนำเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรตรวจ
วิเครำะห์ตัวอย่ำงอื่นๆในอนำคตได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดง Method detection limit  

 รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างของเส้นกราฟมาตรฐาน  

 
Analyte 

 Mass 

 (m/z)    

 Conc.  
 Spike 
(ng/ml) 

% Recovery (Triplicate) 

As   75   1  91.97  100.91  99.64 

Ca   48   1  82.85   80.97  91.34 

Cu   63   1  91.81   93.07  89.40 

Fe   54   1 104.92  110.85 104.34 

Na   23   5 109.20  107.94 115.71 

Ni   60   1  94.38   89.25  87.63 

Pb 208   1  95.65   96.97 103.23 

V   51   1  81.43   82.65  83.11 

Analyte Mode 
 Mass  

(m/z) 

  MDL      

(ng/ml) 
As   KED    75 0.0983 

Ca   KED    48 0.3581 

Cu   KED    63 0.0504 

Fe   KED    54 0.2602 

Na   STD     23 3.8300 

Ni   KED    60 0.0554 

Pb   KED   208 0.2432 

Si   KED    28 36.8112 

V   KED    51 0.5469 


